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Procede et installation de traltement d'un bain de iiquide riche en 
oKygene recueilli en pied d'une colonne de distillation ciyogenique. 

Uinvention concerne le domaine de la separation cryogenique de Pair, 
et plus generalement les precedes cryogeniques dans lesquels un bain 
Iiquide riche en oxygene doit etre vaporise. 

La distillation cryogenique de I'air est assuree dans des colonnes de 
distillation et dans la cuve de certalnes de ces colonnes on recuellle un 
Iiquide riche en oxygene, en particulier dans la colonne basse pression d'un 
systeme de colonnes, telle qu'une double colonne de separation d'air. Ce 
Iiquide riche en oxygene est contfnument vaporise afin d'assurer le 
rebouillage de la colonne, au moyen d'un vaporiseur installe dans la cuve et 
alimente par un fluide caloporteur tel que de Tazote gazeux recueilli en tete de 
la colonne. 

Cette vaporisation de Toxygene entraine progressivement une 
augmentation progressive de la concentration du bain Iiquide traite par le 
vaporiseur en impuretes plus lourdes que I'oxygene. Parmi ces composes, on 
peut citer les hydrocarbures legers, le CO2 et les oxydes d'azote. Cette 
concentration est dangereuse a terme car on peut alors atteindre un seuil a 
partir duquel, dans certaines zones du vaporiseur oCi Toxygene Iiquide se 
vaporise enti^rement, peut se produire un depot d'hydrocarbures a I'etat pur 
sur le vaporiseur entraTnant une combustion desdits hydrocarbures. Cette 
combustion peut se propager a Taluminium qui, pour des raisons de cout et 
de rendement energetique, constitue generalement le materiau de base du 
vaporiseur. D'autre part, raccumulation de composes inertes peut aussi etre 
dangereuse lorsque ces composes se solidifient en une quantite telle qu'ils 
bouchent les canaux du vaporiseur. II est alors necessaire d'arreter 
I'installation pour restaurer son bon fonctionnement. 

Une solution partielle a ce probleme pourrait etre de remplacer le 
vaporiseur en aluminium par un vaporiseur en cuivre, qui ne risque pas de 
s'enflammer au contact des hydrocarbures. Mais cette solution serait 
couteuse, en particulier parce que Techangeur devrait avoir des dimensions 
sensiblement plus importantes, a performances egales, qu'un echangeur en 
aluminium. 

Une autre solution, classiquement retenue, consiste a purger une 
partie du iiquide riche en oxygene. Une telle purge s'effectue naturellement si 
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on Utilise rinstallation pour produire de I'oxyg^ne liquide ou de l'oxyg§ne 
gazeux a haute pression par un precede dit « de compression interne ». ou de 
roxygene gazeux a basse pression. Mais si I'oxygene est soutir§'de la 
colonne au-dessus du vaporiseur (ce qui est le cas dans les installations 
produisant du krypton ou du xenon), ou si I'oxygene liquide soutire n'est que 
partiellement vaporise et si sa partie non vaporisee est renvoyee dans la 
colonne. le probleme se pose de maniere identique. Dans ces conditions, il 
faut soit purger un grand debit d'oxyg§ne liquide. le faire transiter dans des 
absorbeurs pour le deban-asser de ses Impuret6s et le renvoyer vers le 
vaporiseur, soit ne soutirer qu'un faible debit d'oxygene liquide, mais le rejeter 
a rexterieur du systeme sans le vaioriser. Comme cette derniere solution a un 
coot en termes de niatiere et d'energie perdues, on a interet a minlmiser 
autant que possible la ftaction d'oxygene liquide purgee. 

Si fair traite par I'Installation de distillation cryogenique est tres 
propre, le debit de purge peut etre aussi bas que 0,01% du debit d'air total 
traite. Mais dans la pratique courante, le debit de purge est de 0.1 ^ 0.2% du 
debit total d'air traite. Pius le debit de purge est faible, a purete initiale de I'air 
egale, plus on prend le risque d'une accumulation dangereuse 
d'hydrocarbures et autres impuretes dans le liquide riciie en oxygene. On 
estlme generalement qu'avec un debit de purge superieur ou egal a 10% du 
debit total d'air traite. 11 n'y a plus aucun danger k utiliser un vaporiseur en 
aluminium. 

Une solution proposee par le document WO-A-99/39143 consiste d 
purger une fraction de liquide riche en oxygene suffisamment importante pour 
une exploitation sure du vaporiseur, et a envoyer le liquide purge dans un 
second vaporiseur ext§rieur a I'installation, dans lequel on tolerera que le 
liquide concentre qui s'y trouve atteigne des teneurs en impuretes elevees, et 
a gerer le risque con-espondant. Un r§chauffage a une temperature 
relativement elevee dans ce vaporiseur exterieur peut §tre pratique 
periodiquement afin d'eliminer les impuretes qui y sont presentes. 

Le but de I'invention est de proposer une solution alternative a celle 
qui vient etre d'ecrite, dans laquelle tout risque d'explosion d'un vaporiseur 
quelconque seralt supprime. et qui serait plus aisee a gerer, tout en 
pennettant de ne rejeter definitivement hors de I'installation qu'une quantite 
minimale d'air traite. 

A cet effet I'invention a pour objet un precede de traitement d'un bain 
de liquide contenant au moins 70% mol. d'oxygene recueilli en pied d'une 
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colonne ou d'un element de colonne de distillation cryogenique faisant partie 
d'un systeme de colonnes utilise pour la separation de I'air, selon lequel on 
realise en continu une vaporisation dudit bain de liquide au moyen au moins 
d'un premier vaporiseur en aluminium et on purge une partie dudit bain de 
liquide riche en oxygene afin d'eviter une accumulation d'impuretes 
inflammables excessive dans ledit bain, on envoie ladite partie purgee dans 
au moins un second vaporiseur, on renvoie Toxygene vaporise par ledit 
second vaporiseur dans ladite colonne de distillation cryogenique, et en ce 
qu'on purge une partie du bain de liquide riche en oxygene traite par ledit 
second vaporiseur caracterise en ce que le second vaporiseur est par sa 
construction et/ou son materiau moins inflammable que le premier vaporiseur. 
Selon d'autres aspects facultatifs : 

- ladite partie purgee envoyee dans ledit second vaporiseur 
represente au moins 0,5% moL du debit d'air total alimentant le systeme de 
colonnes de distillation . 

- ladite partie purgee envoyee dans ledit second vaporiseur 
represente au moins 10% moL, de preference au moins 20% mol. du debit 
d'air total alimentant le systeme de colonnes de distillation. 

- on purge du liquide riche en oxygene traite par ledit second 
vaporiseur selon un debit egal S au plus 1% du debit d'air total alimentant le 
systeme de colonnes de distillation. 

- on purge du liquide riche en oxygene traite par ledit second 
vaporiseur selon un debit egal a au plus 0,2% du debit d'air alimentant ladite 
colonne de distillation. 

Selon un autre objet de invention, it est prevu une colonne ou 
element de colonne de distillation cryogenique, dans la cuve de laquelle est 
dispose au moins un premier vaporiseur en aluminium pour le traltement d'un 
bain de liquide riche en oxygdne, comprenant des moyens de purge pour 
amener une partie dudit bain dans au moins un second vaporiseur, des 
moyens pour renvoyer Toxygene vaporise par ledit second vaporiseur dans 
ladite colonne, et de moyens pour purger une partie dudit bain envoye dans 
ledit second vaporiseur caracterisee en ce que le second vaporiseur est de 
par sa construction et/ou son materiau moins inflammable que le premier 
vaporiseur. 

Selon d'autres aspects de I'invention : 

- ledit au moins second vaporiseur est dispose dans la cuve d'un 
echangeur de chaleur dispose a Texterieur de ladite colonne. 
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- la colonne ou element de colonne de distillation cryog§nique 
comporte una cloison divisant sa cuve en iin premier et un second 
compartiment, en ce que ledit au moins premier vaporiseur est dispose dans 
le premier compartiment, en ce que ledit au moins second vaporiseur est 
dispose dans le second compartiment, et en ce que iadite cloison a une 
hauteur telle qu'elle permet I'alimentation du second compartiment en liquide 
riche en oxygene en provenance du premier compartiment par delxjrdement. 

- la colonne ou element de colonne de distillation cryogenique selon 
la revendication 8, caracterise en ce qu'elle comporte des moyens pour 
mesurer le niveau de liquide enrichi en oxygene present dans les 
compartiments definis par la cloison. 

Selon un autre objet de I'invention, il est prevu un appareil de 
distillation d'air comprenant une colonne de distillation cryogenique selon la 
revendication 6, 7, 8 ou 9, caracteris6 en ce que la colonne dans la cuve de 
laquelle est dispose le premier vaporiseur est la colonne basse pression 
d'une double colonne comprenant une colonne moyenne pression et la 
colonne basse pression reliees thermiquement entre eiles au moyen du 
premier vaporiseur et comprenant des moyens pour envoyer un gaz enrichi en 
azote de la colonne moyenne pression au premier vaporiseur et 
eventuellement au second vaporiseur. 

Comme on I'aura compris, rid6e de base de I'invention consiste a 
purger le ou les vaporiseurs en aluminium classiquement utilises en envoyant 
le liquide purge dans au moins un autre vaporiseur en un metal tel que le 
cuivre qui peut etre dispose soit a I'interieur, soit a i'exterieur de la colonne. 
Le vaporiseur en cuivre peut tolerer sans danger d'importantes concentrations 
en Impuretes dans le liquide riche en oxyg§ne qu'il traite, et on peut ne purger 
qu'une quantity minimale de liquide a partir de ce vaporiseur en cuivre. 
L'oxygene vaporise est renvoye dans la colonne, et on obtient un excellent 
bilan matiere de I'operation de separation cryogenique du melange initial 
(generalement de I'air), tout en conservant une securite de fonctionnement de 
I'installation tres satisfaisante. Bien entendu, le cuivre n'est qu'un exempie de 
metal pouvant §tre utilise pour constituer I'autre vaporiseur ; tout autre metal 
presentantdes caracteristiques de conductivite thermique et d'ininfiammabilite 
comparables serait utilisable. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui suit, 
donnee en reference aux figures annexees suivantes : 
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- la figure 1 qui montre schematiquement vue de face en coupe 
longitudinale una portion de colonne de distillation cryogenique de Tair 
equipee d'un premier mode de realisation d'un dispositif selon Tinvention ; 

- la figure 2 qui montre schematiquement vue de face en coupe 
longitudinale (figure 2a) et vue de dessus en coupe transversale (figure 2b) 
une portion de colonne de distillation cryogenique de Pair equipee d'un 
second mode de realisation d'un dispositif selon I'invention. 

La figure 1 represente une portion d'une installation 1 de distillation 
cryogenique de Tair, comportant comma 11 est connu deux colonnes 
superposees. La partie inferieure de cette installation est composee d'une 
colonne moyenne pression 2, et la partie superieure de Tinstallation 1 est 
composee d'une colonne basse pression 3. Ces deux colonnes sont separees 
par une cloison 4. Un bain de liquide tres riche en oxygene 5 (au moins 70% ; 
des teneurs de 95% ou davantage sont couramment obtenues) est recueilli 
dans la partie inferieure de la colonne basse pression 3. Cette partie 
inferieure de la colonne basse pression 3 renferme egalement un vaporiseur 6 
en aluminium. Sa fonction est d'assurer une vaporisation de Toxygene liquide 
renferme dans le liquide 5, de maniere a assurer le rebouillage de la colonne 
basse pression 3. A I'interieur de ce vaporiseur, des echanges thermiques 
sont assures au moyen d'azote preieve dans la partie superieure de la 
colonne moyenne pression 2 a Taide d'une conduite 7 qui introduit I'azote a 
Tetat gazeux dans le vaporiseur 6. Comme il est connu, les echanges 
thermiques a Tinterieur du vaporiseur 6 provoquent la condensation de cat 
azote gazeux, qui revient sous forme liquide dans la colonne basse pression 
2, grace a une conduite 8. Comme il et egalement connu, une partie du 
liquide 5 riche en oxygene est purgee hors de la colonne basse pression 3, au 
moyen d'une conduite 9, de maniere a limiter la concentration en impuretes 
dans le bain riche en oxygene 5. 

Selon I'invention, cet oxygene liquide purg6 par la conduite 9 est 
introduit dans un echangeur de chaleur 10. Dans la forme de realisation 
representee sur la figure 1, cet echangeur 10 est situe hors de Tinstallation de 
separation cryogenique. II se compose d'une cuve 1 1 dans le fond de laquelle 
se depose du liquide riche en oxygene 12. La partie inferieure de la cuve 1 1 
renferme egalement un vaporiseur en cuivre 13, dont le role est d'assurer une 
ebullition de Toxygene renferme par le bain 12. Ce vaporiseur en cuivre 13 
est, de meme que le vaporiseur en aluminium 6 de Tinstallation de separation 
cryogenique 1, alimente en azote gazeux preieve dans la colonne moyenne 
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pression, au moyen d'une conduite 14. Get azote gazeux se condense dans le 
vaporiseur en cuivre 13, et une conduite 15 assure son Evacuation du 
vaporiseur 13 et son retour dans la colonne moyenne pression 2. Une 
conduite 16 piquee sur la partie superieure de Techangeur 10 assure le retour 
de I'oxygene gazeux dans la colonne basse pression 3, alors qu'une conduite 
1/ assure une purge d'une fraction du liquide 12. cette fraction constituant 
done la seule quantite de liquide riche en oxygene evacuee de {'ensemble de 
I'installatlon. 

Le vaporiseur en cuivre 13 peut etre remplace par un vaporiseur en 
cuivre ou en un autre metal tel que I'aluminium mais qui est de par sa 
construction moins inflammable que le vaporiseur 6, par example le second 
vaporiseur peut §tre un vaporiseur tubulaire. 

Le second vaporiseur se trouve a I'interieure de la boTte froide qui sert 
^ isoler le syst§me de colonnes 1. 

Le debit de liquide riche en oxygene 5 envoye par la conduite 9 dans 
I'echangeur 10 est un parametre de fonctionnement de I'installation qui peut 
etre commande a volonte par I'utilisateur. Si on veut s'assurer que, quelle que 
soit la proprete initiale de I'air traite par I'installation de distillation 1, il n'y ait 
strictement aucun danger de retrouver dans ce liquide 5 une concentration en 
impuretes excessive, le debit de liquide 5 envoye dans la conduite 9 doit etre 
superieure ou egale a 10% de la quantite totale d'air traite par la colonne 1. 
Bien entendu, si on traite un air presentant initialement une purete 
relativement elevee, on pourra se contenter d'un debit de purge sensiblement 
inferieur. Un debit de purge du liquide riche en oxygene 5 vers I'echangeur 10 
d'au moins 0.5% est admis comma constituant une bonne synthese entre les 
considerations 6conomiques (qui recommandent un debit faible pour ne pas 
donner une taille trop importante a I'echangeur 10) et des considerations 
d'ordre securitaire (qui recommandent un d6bit de purge eleve pour gtre 
assure de ne pas depasser dans le liquide riche en oxygene 5 de la colonne 
basse pression 3 des concentrations d'impuretes trop elevees). 

L'autre parametre important de Tinstallation selon I'invention qu'il faut 
regler est le debit de purge du liquide riche en oxygene 12 present a 
I'interieur de I'echangeur 10. et evacue par la conduite 17. C'est ce debit de 
purge qui represente la seule partie des matieres traitees par I'installation qui 
sera evacuEe et definitivement perdue si elle ne subit pas de traitement 
ulterieur. On a, bien entendu. interet a limiter ce debit de purge S la valeur la 
plus basse possible, compatible avec les exigences de securite du 
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fonctionnement de Tinstallation, et en particulier de Techangeur 10. Comme le 
vaporiseur 13 de cet echangeur 10 est en cuivre, il est apte a supporter des 
concentrations en impuretes inflammables tres sensiblement plus importantes 
que ne le ferait un vaporiseur en aluminium. Dans ces conditions, on impose 
un debit de purge passant par la conduite 17 generalement inferieur a 1% du 
debit total d'air traite par Tinstallation. Un calcul economique montre qu'au- 
dela de cette valeur de 1%, il devient souvent moins couteux en energie de 
realiser une vaporisation irreversible du liquide riche en oxygene 5 purge 
hors de installation. Cela dit, meme avec un air traite par Tinstallation 
initialement tres charge en impuretes inflammables, il est possible en toute 
security de purger une quantite de liquide riche en oxygene par la conduite 17 
de Techangeur 10 inferieure ^ 0,2% de la quantite totale d'air traite par 
Tinstallation. 

La taille de Techangeur 10 et du vaporiseur en cuivre 13 qui le 
renferme dependent etroitement du debit de liquide riche en oxygene 5 qu'ils 
sont amenes a traiter. Plus ce debit est important, et plus i'echangeur 10 et le 
vaporiseur 13 doivent etre de grande taille. Si la place dont on dispose a 
Texterieur de la colonne 1 est relativement limitee, on ne pourra conferer a 
Techangeur 10 qu'un encombrement faible : dans ces conditions Tinstallation 
ne pourra traiter qu'un debit de liquide riche en oxygene 5 assez llmite. Ce 
type d'installation telle que representee sur la figure 1 est done plutot a 
recommander dans les cas ou Tair traite par la colonne de separation 
cryogenique 1 presente a rorigine une purete deja relativement elevee. Dans 
le cas contraire, il peut etre recommande d'utiliser une installation selon 
Tinvention telle que representee sur la figure 2. 

Dans cet example, la cuve de la colonne basse pression 3 est divise 
en deux compartiments par une cloison 18 de hauteur H. Dans I'exemple 
represents, la cloison 18 est en forme de coin, le premier compartiment 19 
represente environ les trois quarts de la partie inferieure de la colonne basse 
pression 3, et le second compartiment 20 represente le quart restant. Dans le 
premier compartiment 19 est installe au moins un (ou, comme dans Texemple 
represente, plusieurs) vaporiseur 21, 22, 23 en aluminium, et dans le 
compartiment 20 est installe au moins un vaporiseur 24 en cuivre. La hauteur 
H de la cloison 18 est calculee de telle maniere que le liquide riche en 
oxygene 5 present dans le premier compartiment 19, lorsque la colonne basse 
pression 3 fonctionne en regime permanent, deborde par-dessus la cloison 18 
pour passer dans le second compartiment 20. Ce flot de liquide 5 s'ecoulant 
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du premier compartiment 19 dans le second compartiment 20 represente done 
le debit de purge du iiquide riche en oxygene. Arrive dans le deuxiSme 
compartiment 20, le Iiquide purg§ forme un bain 5' qui est traite par le 
vaponseur en cuivre 24. Sous I'effet de ce traitement, le bain 5' s'enrichit en 
impuretes. Le vaporiseur 24 etant en cuivre, cet enrichissement en impuretes 
est tolerable sans deteriorer les conditions de securite du fonctionnement de 
■■installation. Une conduite 25 assure une purge du Iiquide 6' riche en oxygene 
et en impuretes presentes dans le second compartiment 20, de mani^re 
analogue a la conduite 17 du premier mode de realisation de I'invention 
represente sur la figure 1 . 

Le vaporiseur en cuivre 24 peut etre aussi gros que le pemiet 
I'espace interieur de la colonne basse pression 3, en relation avec la taille du 
ou des vaporiseurs en aluminium 21. 22, 23 necessaires au traitement du bain 
nche en oxygene 5. L'installation est de preference munie de moyens 
permettant de detecter les niveaux atteints par le Iiquide riche en oxygene 5 
5- dans les compartiments 19. 20 definis par la cloison 18. De cette fagon. on 
peut piloter le fonctionnement de l'installation. notamment en reglant le debit 
de purge circulant dans la conduite 25, de maniere notamment a eviter tout 
retour d'oxygene Iiquide 5' concentre en impuretes depuis le second 
compartiment 20 dans le premier compartiment 19. 

Un debit d'oxygene gazeux (non-illustre) est soutire de la partie 
inf^rieure de la colonne basse pression 3 et se rechauffe dans la Hgne 
d'echange de I'appareil pour fonner un produit gazeux. L'appareil peut 
egalement produire des produits liquides. Par centre, il n'est pas possible 
d'utihser ce genre d'appareil pour produire de I'oxygdne gazeux par 
vaporisation d'un debit Iiquide pressurise. 

Pour une bonne exploitation de l'installation, on a interet a donner a 
I'lnterieur de la colonne 3 une configuration telle que I'oxygene Iiquide 
deconcentrd en impuret6s descendant de la colonne 3 aille de maniere 
pnviiegiee dans le premier compartiment 19 renfermant le ou les vaporiseure 
en aluminium 21. 22, 23. De meme, il est recommande de favoriser le 
melange de cet oxygene Iiquide deconcentre en impuretes avec I'oxygene 
Iiquide 5 deja present dans le premier compartiment 19. En variante, pour tous 
les exemples qui ont ete d^crits, on peut faire fonctionner les differents 
vaporiseurs non pas S I'aide d'azote gazeux pr§leve en tdte de la colonne 
moyenne pression 2. mais avec de I'air ou tout autre fluide caloporteur dont 
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ralimentation serait independante du restant de la colonne de separation 
cryogenique 1 . 

Bien entendu, Tinvention est applicable a tout type de colonne de 
distillation cryogenique dans la cuve de laquelle on recueille un liquide riche 
en oxygene necessitant une purge, Tinstallation a double colonne qui a ete 
d^crite n'etant qu'un exemple privilegie. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de traitement d'un bain de liquids (5) contenant au moins 
70% mol. d'oxygene recueilii en pied d'une colonne (1 ) ou d'un element (3) de 
colonne de distillation cryogenique falsant partle d'un systeme de colonnes 
utilise pour la separation de I'air, selon iequel on realise en continu une 
vaporisation dudit bain de llquide (5) au moyen au moins d'un premier 
vaporiseur (6, 21, 22, 23) en aluminium et on purge une partie dudit bain de 
liquide riche en oxygene (5) afin d'eviter une accumulation d'impuretes 
inflammables excessive dans ledit bain (5),on envoie ladite partie purgee 
dans au moins un second vaporiseur (13, 24), on renvoie I'oxygene vaporise 
par ledit second vaporiseur dans ladite colonne de distillation cryogenique (1), 
et en ce qu'on purge une partie du bain de liquide (5', 12) riche en oxygene 
trait6 par ledit second vaporiseur (13, 24) caracterise en ce que le second 
vaporiseur est par sa construction et/ou son mat6riau moins inflammable que 
le premier vaporiseur. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite 
partie purgee envoyee dans ledit second vaporiseur (13, 24) represente au 
moins 0,5% mol. du d^blt d'air total alimentant le systeme de colonnes de 
distillation . 

3. Procede selon la revendication 2, caract6ris6 en ce que ladite 
partie purgee envoyee dans ledit second vaporiseur (13, 24) represente au 
moins 10% mol., de preference au moins 20% mol. du debit d'air total 
alimentant le systeme de colonnes de distillation. . 

4. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
qu'on purge du liquide (5', 12) riche en oxygene traite par ledit second 
vaporiseur (13, 24) selon un debit egal a au plus 1% du d6bit d'air total 
alimentant le systeme de colonnes de distillation. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce qu'on purge du 
liquide riche (5', 12) en oxygene traite par ledit second vaporiseur (13, 24) 
selon un debit egal a au plus 0,2% du debit d'air alimentant ladite colonne de 
distillation (1). 

6. Colonne (1) ou element (3) de colonne de distillation cryogenique, 
dans la cuve de laquelle est dlspos6 au moins un premier vaporiseur (6, 21, 
22, 23) en aluminium pour le traitement d'un bain de liquide (5) riche en 
oxygene, comprenant des moyens de purge (9, 18) pour amener une partie 
dudit bain (5) dans au moins un second vaporiseur (13, 24) des moyens (16) 
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pour renvoyer Toxygene vaporise par ledit second vaporiseur (13, 24) dans 
ladite colonne (1), et de moyens (17, 25) pour purger une partie dudit bain {5\ 
12) envoys dans ledit second vaporiseur caracterisee en ce que le second 
vaporiseur est de par sa construction et/ou son materiau moins inflammable 
que le premier vaporiseur 

7. Colonne (1) ou element (3) de colonne de distillation cryogenique 
selon la revendication 6, caracterise en ce que ledit au moins second 
vaporiseur (13) est dispose dans la cuve d'un echangeur de chaleur (10) 
dispose a I'exterieur de ladite colonne (1). 

8. Colonne (1) ou element (3) de colonne de distillation cryogenique 
selon la revendication 6, caracterise en ce qu'elle comporte une cloison (18) 
divisant sa cuve en un premier (19) et un second (20) compartiment, en ce 
que ledit au moins premier vaporiseur (21, 22, 23) est dispose dans le premier 
compartiment (19), en ce que ledit au moins second vaporiseur (24) est 
dispose dans le second compartiment (20), et en ce que ladite cloison (18) a 
une hauteur (H) telle qu'elle permet Talimentation du second compartiment 
(20) en liquide riche en oxygene (5) en provenance du premier compartiment 
(19) par debordement. 

9. Colonne (1) ou element (3) de colonne de distillation cryogenique 
selon la revendication 8, caracterise en ce qu'elle comporte des moyens pour 
mesurer le niveau de liquide enrichi en oxygene (5, 5') present dans les 
compartiments (19, 20) definis par la cloison (18). 

10. Appareil de distillation d'air comprenant une colonne (3) de 
distillation cryogenique selon la revendication 6, 7, 8 ou 9, caracterise en ce 
que la colonne dans la cuve de laquelle est dispose le premier vaporiseur (6) 
est la colonne basse pression (3) d'une double colonne (1 ) comprenant une 
colonne moyenne pression (2) et la colonne basse pression reliees 
thermiquement entre elles au moyen du premier vaporiseur et comprenant des 
moyens pour envoyer un gaz enrichi en azote (14) de la colonne moyenne 
pression au premier vaporiseur et eventuellement au second vaporiseur (13) 
pour le(s) chauffer. 
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FIG. 2a 
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